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Abstract (en)
One of the faces of a metal strip forming a cathode runs past continuously at a specified speed in an electrolyte in front of the anodes (741 to
74N; 751 to 75N) which are powered by controllable rectifiers (R1 to RN) respectively. The strip is divided into length and width increments and
predetermined coating ratios. A total current is determined beforehand to ensure the coatings of the increments. The control process then includes
the determination of a number of rectifiers to be set in operation, the determination of an estimated current for each rectifier by dividing the total
current equally among the said rectifiers to be set in operation, and the determination of current set points to be applied to the rectifiers to be set in
operation. The process is cyclic for each of the faces of the strip (1). <IMAGE>

Abstract (fr)
L'une des faces d'une bande métallique formant cathode défile en continu à une vitesse déterminée dans un électrolyte devant des anodes (741 à
74N ; 751 à 75N), alimentées respectivement par des redresseurs commandables (R1 à RN). La bande est partagée en des incréments de longueur
et de largeur et taux de revêtement prédéterminés. Préalablement est déterminé un courant total pour assurer les revêtements des incréments.
Puis le procédé de régulation comprend la détermination d'un nombre de redresseurs à mettre en fonctionnement, la détermination d'un courant
prévisionnel pour chaque redresseur en équirépartissant le courant total parmi lesdits redresseurs à mettre en fonctionnement, et la détermination
de consignes de courant à appliquer aux redresseurs à mettre en fonctionnement. Le procédé est cyclique pour chacune des faces de la bande (1).
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